高精度X線集光ミラーの作製

数値制御EEMと数値制御プラズマCVMプロセスにより、非球面形状において１nm(PV)レベルの形状精度を実現し、放射光源のX線をナノメートルのサイズまで集光可能なX線ミラーを作製する。関連HP　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   開発担当者：三村秀和
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図：作製されたX線ミラーの形状誤差とSPring-8において評価された集光プロファイル。1nm(PV)レベルの精度を持つX線ミラーにより、X線のナノ集光が可能となった。







































_1212855375.doc
[image: image1.png]i

o=t Q.Tﬁ@.
(umr) 10119
231y Tenp

100

80

60

N

Position (mm)







_1212855450.doc
[image: image1.png]Intensity(arb.units)

120

100

=300 -200 -100 0 100 200 300

Position (um)






36nm







Energy:15keV












